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บทคดัย่อ 

ฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์และฟิล์มคาร์บอนคลา้ยเพชรไดถู้กสังเคราะห์ข้ึนดว้ยเทคนิคการ
อาร์คแคโทดแบบกรองในสุญญากาศภายใตเ้ง่ือนไขในการสังเคราะห์ฟิล์มท่ีหลากหลายเพื่อท าการ
ปรับปรุงคุณลักษณะของฟิล์ม ได้แก่ ความดันของแก๊สออกซิเจน, ศกัยไ์บแอส, ระยะเวลาในการ
เคลือบ และการอบส าหรับฟิล์มไททาเนียม ในขณะท่ีเง่ือนไขในการสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอนคลา้ย
เพชร ไดแ้ก่ ค่าศกัยไ์บแอสและความดนัของแก๊สไนโตรเจน พบว่าการเคลือบฟิล์มไททาเนียมได
ออกไซดภ์ายใตค้วามดนัแก๊สออกซิเจนท่ี 10-3

 ทอร์ และศกัยไ์บแอส 0 โวลต ์ฟิลม์จะมีความหนาแน่น
ต ่าท่ีสุด อยา่งไรก็ตามฟิลม์ท่ีไม่ไดท้  าการอบจะไม่ไดแ้สดงคุณสมบติัโฟโตคาตาไลซิสในการต่อตา้น
แบคทีเรีย เพราะการอบฟิล์มช่วยเพิ่มการจบัตวัเป็นโครงสร้างแอนาเทส แต่ฟิล์มท่ีเคลือบ 30 นาทีเม่ือ
ผา่นการอบจะมีประสิทธิภาพในการเปล่ียนแปลงก าลงัแสงท่ี 0.0249 % ดว้ยความหนา 80 นาโนเมตร 
อยา่งไรก็ตามการเพิ่มระยะเวลาการเคลือบให้มากข้ึนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของฟิลม์ได ้นอกจากน้ี
ฟิลม์คาร์บอนคลา้ยเพชรท่ีสังเคราะห์ดว้ยศกัยไ์บแอส -250 โวลตจ์ะมีอตัราส่วนของโครงสร้าง sp3 ต่อ 
sp2 สูงท่ีสุด ในขณะท่ีการเติมแก๊สไนโตรเจนจะช่วยเพิ่มแรงยึดติดของฟิล์มแต่จะลดความแข็งของ
ฟิลม์ลง 
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ABSTRACT 

Titanium dioxide (TiO2) films and Diamond-like Carbon (DLC) film were 

synthesized using Filtered Cathodic Vacuum Arc Deposition (FCVAD) technique. 

Various deposition conditions were tested for an optimal film formation; the various 

oxygen (O2) pressures, bias voltage, deposition time and annealing for TiO2 film, while 

the various biased voltage and nitrogen (N2) pressures for DLC film. The TiO2 

deposited with O2 pressure at 10-3 torr with 0 V biasing provides the lowest density of 

the TiO2 film. However, the TiO2 films do not show their photocatalytic properties as 

an antibacterial agent without annealing because the annealing boosts forming up the 

anatase structure, whereas the film with not less than 20 minutes deposition time causes 

the power conversion efficiency as 0.0249 % with its thickness 80 nm, however 

increasing of the deposition time can improve the efficiency. In additions, the DLC are 

deposited with -250 V causes highest sp3/sp2 structure, while the addition of the N2 gas 

improves the DLC films’ adhesion but cost their hardness.  


